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기술명

그래핀 나노메쉬의 제조 방법

l 특 허 번 호 : 10-2014-0083092 l 보 유 기 관 : 한국기계연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 대면적의그래핀 나노메쉬를 저렴한 비용으로 용이하게 제조할 수 있는 그래핀 나노메쉬의 제조 방법

Ÿ 활용처 : 디스플레이, 이차전지, 태양전지, 발광소자, 센서

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 그래핀을 여러 전자 소자, 예컨대, 트랜지스터에 
적용하려는 연구가 진행되고 있으나 그래핀 형성 
공정상의 제약으로 인해, 그래핀을 적용한 전자 소자의 
제조는 현실적으로 용이하지 않음

Ÿ 그래핀 나노메쉬를 용이하게 형성할 수 있음

Ÿ 대면적의 도트 렌즈 마스크를 제작하기 용이함

Ÿ 실리카 입자의 크기를 조절하여 그래핀 나노메쉬의 
크기를 용이하게 조절할 수 있고, 노광 시간을 조절하여 
그래핀 나노메쉬의 크기를 용이하게 조절할 수 있음

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 복수개의 실리카 입자가 한 층으로 배열되어 도트 
렌즈를 형성하는 도트 렌즈 마스크를 이용하여 
그래핀에 도트 패턴을 형성

Ÿ 스핀 코팅된 복수개의 실리카 입자가 자기조립되어 
한 층으로 배열됨

Ÿ 감광막의 도트 패턴을 식각 마스크로 사용함으로써 
감광막의 도트 패턴에 의해 노출된 그래핀을 식각하여 
그래핀에 도트 패턴을 형성
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